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（発展性） 
 本研究の成果を利用すれば、微細で複雑な３次元構造を必要とする多機能なデバイスの加工や、形状
修正等への応用が期待できる。また、他の加工技術との親和性が高いため、従来の微細加工技術と組み
合わせて、新しい加工プロセスの開発に資することが期待できる。また、インデンテーション測定が、
材料の表面近傍の結晶構造やその深さ分布を研究するより強力な指標となる可能性がある。本研究で表
面形状や機械的特性の変化を理解するために実施した議論は、基礎科学（重イオンビームと物質との相
互作用）にも大きなインパクトを与えるものと期待できる。 
 
 以上より、この論文は博士論文として十分価値のあるものと言える。 
 
２.審査の経過と結果 
（１）平成２７年１月１４日 博士後期課程委員会で学位論文の受理を決定し、5 名がその審査委員と
 して指名された。 
（２）平成２７年２月１２日 公開論文審査発表会及び最終試験を実施した。 
（３）平成２７年２月１８日 博士後期課程委員会で学位授与を可とし、教育研究審議会で承認された。 
